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1. はじめに 

我々は，半導体デバイス製造装置の材料として多用

されているアルミニウム合金（A5052）の低ガス放出

となる実用的な表面処理として工程を最適化した機械

研削を開発してきた。通常の機械研削 MG，工程を最

適化した機械研削 OMG，さらに化学研磨と組み合わ

せた MG+CP，OMG+CP，4 種類の試料のガス放出速

度を調べた結果，ベーキング無しでは，10-7～10-8 Pa m3 

s-1 m-2 が得られ，MG >> OMG ≒ MG+CP ≥ OMG+CP
の結果が得られた。またベーキング有りでは，全ての

試料が 10-12 Pa m3 s-1 m-2 を示し，MG >> MG+CP ≒ 
OMG ≒ OMG+CP の結果が得られた 1)。本研究では，

OMGおよびCP処理したアルミニウム合金の低ガス放

出特性の起源について調査することを目的とし，これ

ら試料の表面形態観察と深さ方向分析を行った。 

2. 実験 

試料として MG，MG+CP，OMG,，OMG+CP 処理し

たアルミにニウム合金を準備した。原子間力顕微鏡

（AFM）により表面形態および表面粗さを調べた。走

査型 X 線光電子分光装置（XPS）によりアルミにニウ

ム（Al），酸素（O），炭素（C）の深さ方向プロファイ

ルを調べた。 

3. 結果と考察 

MG 試料の中心線平均粗さ Ra は約 80 nm，MG+CP
の Ra は約 30 nm，OMG の Ra は約 3 nm，OMG+CP の

Ra は約 7 nm であった。 
Fig. 1.に示すように，MG 試料においてアルミニウム

（Al）濃度の上昇および酸素（O）濃度の減少が緩やか

であった。一方，OMG，MG+CP，OMG+CP のそれら

は急峻に変化した。酸素（O）濃度が最大値の 1/2 とな

る深さは MG 試料で 64 nm，OMG，MG+CP，OMG+CP

試料では 9～10 nm と推定された。また，MG 試料では

深い領域まで炭素（C）濃度が数%残留した。一方， 
OMG，MG+CP，OMG+CP 試料では深さ 10 nm 以上に

おいて炭素（C）濃度は 0%であった。 
以上より，MG 試料の表面は研削の加工変質により

粗い表面と欠陥の多い厚い酸化層を持ち，これが高い

ガス放出特性をもたらすと考えられる。一方、OMG，

MG+CP，OMG+CP 試料は，平滑な表面を持ち加工変

質していないことから低ガス放出特性を示すと考えら

れる。 

4. 結論 

工程を最適化した機械研削および化学研磨処理した

アルミニウム合金は平滑な表面であり加工変質してい

ない薄い表面酸化層を有することからが低ガス放出特

性を持つことがわかった。 
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Fig. 1. 走査型 X 光電子分光装置（XPS）によるアルミ

ニウム合金試料の深さ方向プロファイル 
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